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The current trend in cosmetics is to minimize the number of ingredients,
especially synthetic, while maintaining the high cosmetic action of the
product.

In this sense, it was proposed to study on model systems, the oxidation
processes with OH radicals in the presence of cosmetic ingredients and skin
components, also evaluated the degree of their involvement in radical
processes activated by UV radiation.

Research has shown that among the investigated substances, glycine,
urea and glycerin inhibit the development of oxidation processes with the
participation of OH radicals by interrupting their regeneration chain, while
alanine, by training in regeneration processes, supports the realization of
radical oxidation processes.

Una dintre cauzele imbétranirii pielii sunt considerate radiatiile solare
UV, care, la randul lor, se numara printre factorii care contribuie la
generarea radicalilor liberi si a particulelor active ale oxigenului. Este
cunoscut ca pielea se opune actiunii particulelor active prin antrenarea
sistemelor antioxidante proprii, totodata, se intervine si din exterior prin
aplicarea produselor cosmetice fotoprotectoare care contin in calitate de
ingrediente filtre UV (fizice si chimice) si antioxidanti [1].

Au fost realizate cercetari pentru a stabili daca unele substante din
complexul NMF (NMF — natural moisturizing factor), precum si
glicerina, pentru care se cunoaste cd are propictatea de a retine apa
bine, participa In procesele de oxidare activizate de radiatiile UV.
Substantele complexului NMF care au constituit obiectul cercetarii au
fost glicina, alanina si ureea.

Aplicand metoda acceptorilor concurenti, au fost realizate studii pe
sisteme model de tipul S-H,O»-PNDMA-Av, unde: S — substantele
studiate; H2O, — sursa de radicali OH; PNDMA — substrat concurent
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pentru radicali; Av — radiatii UV [2]. Sursele de radiatii UV, lampa
DPT-400 si lampa cu lumind monocromatica (A=365 nm), au modelat
radiatiile din domeniul UV-A al spectrului solar (A=320-400 nm), iar
lampa DPT-400 si radiatiile din domeniile UV-B si UV-C.

Preliminar modelarilor, au fost masurate spectrele de absorbtic ale
substraturilor cercetate (Fig. 1), care au relevat maxime de absorbtie ale
substantelor la lungimile de unda 192-193 nm, lungimi care fac parte din
domeniul radiatiilor UV-C. Spectrele au confirmat ci substantele
cercetate nu sunt susceptibile la actiunea radiatiilor UV-A si UV-B.

Fig. 1. S};Ezfrele dé abs;'orb‘;wi_é’:m a—ureea (C= 1N M); b —alanina (C =
102 M); ¢ — glicina (C = 10t M); d — glicerina (C = 10 M). I =1 cm,
spectrofotometru UV/VIS T70+

Cercetarile au continuat cu evaluarea comportamentului substratu-
rilor atunci cand n sistem sunt prezente particulele active, radicalii
OH, generate in prezenta radiatiilor UV (Fig. 2).

Fig. 2. Variatia concentratiei solutiei de PNDMA la iradierea cu
radiatii UV (lampa DRT-400) in prezenta: a — ureei; b — glicinei;
¢ — glicerinei. I = 1 cm, spectrofotometru UV/VIS SP8001

Datele experimentale obtinute la iradiarea sistemelor ce contin
uree, glicina, glicerina cu radiatiile UV emise de lampa JIPT-400 arata
cd odatd cu cresterea concentratiei solutiei de substrat, scade
decolorarea solutiei de PNDMA. Deci, ureea, glicina, glicerina castiga
concurenta pentru radicalii OH 1n fata PNDMA. Situatia atestatd poate
fi explicaté de realizarea urmatoarelor procese chimice:
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pentru uree si glicind pentru glicerina
R-NH; + OH — RNH" + R-H+ OH - R + H0
OH R+R -RR

Aceleasi sisteme au fost supuse iradierii cu lumind monocromatica
(A=365 nm), radiatie prezentd in mediul ambiant. A fost constatata
aceeasi legitate cu privire la comportamentul ureei, glicinei, glicerinei
ca si in cazul iradierii cu spectrul de radiatii UV extins (lampa
JAPT-400).

Datele experimentale obtinute la iradiarea sistemelor ce contin
alanina cu radiatiile UV emise de lampa JIPT-400 demonstreaza ca
odatd cu cresterea concentratiei solutiei de alanind, decolorarea
solutiei de PNDMA Ia fel creste. Astfel constatdm ca alanina participa
n procesele de regenerare a radicalilor (Fig. 3).

Procesele chimice care au loc in acest caz sunt urmatoarele.
Radicalii OH formati la fotoliza H,O- interactioneaza cu acidul, rezul-

tand radicalul HoN-C (CHs)-HOOC:

H2N-CH(CH3)-COOH +OH — HgN-C (CH3)-HOOC (R) + H0
Radicalul format in reactia de mai sus este activ si se antreneaza in
procese de regenerare a radicalilor OH:

=10 M
=== M
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Fig. 3. Variatia concentratiei solutiei d¢ PNDMA la iradierea cu
radiatii UV (lampa DRT-400) in prezenta alaninei. 1 = 1 cm,
spectrofotometru UV/VIS SP8001
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Ii + 0 - RC.)z (P+0;7)

ROz + RH - ROOH + R

Acelasi sistem a fost supus iradierii cu lumind monocromatica
(A=365 nm), caracteristicd mediului ambiant. Rezultatele au fost simi-
lare celor obtinute la iradierea cu spectrul de radiatii UV extins (lampa
JAPT-400).

Desi atat glicina, cat si alanina fac parte din clasa de aminoacizi,
totusi a fost atestat un comportament diferit al acestora 1n procesele cu
participarea radicalilor OH. Faptul ca glicina nu participa in procesele
de regenerare a particulelor active OH, spre deosebire de alanina,
poate fi explicat prin aceea ca alanina, datoritd prezentei grupei CHz,
interactioneaza cu radicalii OH cedand protonul, pe cand glicina
cedeaza electronul de la grupa amina.

Deci, incorporarea substantelor complexului NMF, glicina si ureea,
in formulele de produse cosmetice, ar aduce o plusvaloare produselor
cu efect de hidratare, deoarece acestea vor creste efectul de ingrijire a
tenului prin prevenirea realizarii proceselor de oxidare radicalicad. Nu
este recomandata folosirea alaninei 1n calitate de ingredient cu actiune
hidratantd, pe motiv ca aceasta ar accelera procesul de fotoim-
batranire.
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